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При катодном соосаждении металлов с мо-
либденом (вольфрамом) в оксидных вольфра-
матно-молибдатных расплавах опреде-
ляяющими факторами являются следующие: 
разница стандартных электродных потенциалов 
компонентов сплава (∆Eo); подобие их кристал-
лических решеток; скорость взаимной диффу-
зии атомов компонентов сплава. При близких 
значениях стандартных электродных потенциа-
лов (∆Eo<0,2B) соосаждаемых метал-лов и их 
однотипных кристаллических решет-ках (слу-
чай Mo-W) катодный процесс протекает в ус-
ловиях, близких к равновесным. В этом случае 
возможно получение сплошных осадков спла-
вов компонентов во всем диапа-зоне составов. 
При ∆Eo>0,2 B и разнотипных кристаллических 
решетках (случаи Mo(W)-Ag(Cu)) катодный 
процесс происходит в усло-виях, значительно 
удаленных от равновесных. В этом случае воз-
можно образование осадков трех типов: губча-
тых, одного компонента, проросшего дендри-
тами другого компонента, и игольчатых. При 
∆Eo < 0,2 B и их разнотипных кристаллических 
решетках (случаи Mo(W)-Ni(Co) катодный 
процесс, как и в первом случае, протекает в 
близких к равновесным условиям. В этом слу-
чае возможно получение сплошных осадков 
интерметаллидов. При ∆Eo>0,2 B и однотипных 
кристаллических решетках (случай Mo(W)-Re) 
катодный процесс протекает в условиях, значи-
тельно удаленных от равновесных. В этом слу-
чае обычно образуются несцепленные порош-
ковые осадки. При образовании сплавов малая 
скорость взаимной диффузии при температурах 
электролиза (например, тугоплавких молибдена 
(вольф-рама) и рения) способствует слабому 
сцепле-нию между собой кристаллов фаз и об-
разованию порошковых осадков. Для более 
легкоплавких систем (молибден(вольфрам) – 
никель(кобальт)) увеличение взаимной диффу-
зии может приводить к более прочному сцеп-
лению кристаллов фаз в осадках и образованию 

сплошного слоя. Соосаждение молибдена 
(вольфрама) и никеля в оксидных вольфрамат-
но-молибдатных расплавах – типичный случай 
электроосаждения сплавов, компоненты кото-
рых обладают разнотипными кристаллически-
ми решетками и имеют близкие значения элек-
тродных потенциалов. Прибавление к никель-
содержащему вольфраматному расплаву оксида 
молибдена (VI) обнаруживает волну восстанов-
ления димолибдатиона. Различие в потенциа-
лах выделения никеля и молибдена при этом 
составляет  0,090-0,115 В при 1173 К. Электро-
осаждение осуществляли при катодных плот-
ностях тока 0,05-0,1 А/см2 в интервале темпе-
ратур 1123-1173 К. Концентрации MoO3 и NiO 
изменяли в интервалах 0,025-1,0 и 0,05-1,5 
моль.% соответственно. При различных соотно-
шениях концентраций MoO3 и NiO возможно 
выделение сплошных слоев интерметаллидов 
MoNi, MoNi3 и MoNi4. Слои характеризуются 
мелкокристаллической или слоистой структу-
рой. Микротвердость осадков при переходе от 
первого интерметаллида к третьему уменьша-
ется с 715 до 345 кГ/мм2.Из расплавов, не со-
держащих MoO3, при плотностях тока до 0,05 
А/см2 образуются никелевые слои блочной или 
столбчато-блочной структуры толщиной до 40-
50 мкм, имеющие микротвердость 115-120 
кГ/мм2. При наращивании никелевых покрытий 
или увеличении плотности тока выше 0,05 
А/см2 они перерождаются в дендриты. Описан-
ные закономерности характерны и для осажде-
ния вольфрам-никелевых сплавов. В зависимо-
сти от соотношения концентраций WO3 и NiO, 
температуры и катодной плотности тока из 
расплава Na2WO4 – WO3 – NiO получены слож-
ные слои вольфрама, WNi, WNi3, WNi4 и нике-
ля различного состава. Один из основных фак-
торов образования осадков в виде покрытий - 
близость электродных потенциалов соосаждае-
мых металлов. При этом катодный процесс 
протекает в условиях, близких к равновесным. 
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